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Schemat instalacji XFEL
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Tunel instalacji XFEL
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Schemat kriogeniczny instalacji XFEL

Up-graded HERA plant ) .
;g T i Simplified flow scheme

DB-box simplified 40K -> 80K shield circuit (in series)
moved to XSE 5K -> 8K shield circuit (in series)
X XX ¥

2K Kreis (supply in parallel,return in series)

| < warm gas collection pipe
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Schemat instalacji kriogenicznej hali testow wn k rezonansowych i modu 6w

instalacji XFEL
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Linia powrotu

P aszcz zewrrzny pa— gazowedo helu
ekranujcego 80 K

\ Linia zasilania
Linia zasilania helem/ gazowym helem

nadkrytycznym 4,5 K ekranujcym 40 K
Linia powrotu . \ Ekran
zimnych par helu 4,5 K radiacyjny 80 K
kolano 90°
Kompensator
ML 11
ML_10
ML 9
K . ML_8
ompensator |\/|L_7
ML_6
uk 150.5 ° ML_5

ML_1 ML 2 \ ML 3

32,5m
Linia kriogeniczna XATL1
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Kriostat do testowaniawn  k rezonansowych XATC

Zawory i terminale

linii kriostatu
Zbiornik ciek I Linia hel
iornik ciek ego bezpiecze stwa inia helu
helu P — awionego
\ Linia zasilania / \
Os ona termiczna kriostat w hel Linia pompowania
nadkrytyczny par helu
nadciek ego
Niskoci nieniowy
ymiennik ciep a
Zbiornik

pré niowy
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Point 1

Point 2

Point 3
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Point 6

Point 7 Point 8 Point 9
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Final Iayout (1 TeV c.m.)

Cryo-unit [| Damping ring RF unit |E| Cryoplant = Distribution box
Cryogenic
distribution box

Line F /o 75 K return J

Line E rol 50 K supply

Line D I 8 K return

Line C /| 5 K supply

Line A b Sub-cooled LHe supply \j
Line B Pumping return

teeetebetto bty Aettdottttttttts XLH?HHH‘
Cryo-string Cry string Cryo-string Cryo-string

[

Cryo-unit

O Interaction point (IP)

Line A:

Line B: sub-cooled LHe suppl!
umping return Line C:
5 K suppl
Line F: Line E:
% 50 K suppl

Line D:
8 K return

2 K two-phase
——_header

N 2K Cavity
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drive beam 100 A, 239 ns
238 GeV -> 240 MeV

q[..l'a [ifU;]ﬂfEl. pDWEIr_

EXtracy;
lransfe 9N and

r Structure fPETSJ

main beam 1.2 A, 156 ns
9 GeV - 1.5 TeV
Bey, T
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